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摘要(译)

一种用于在基板上执行沉积工艺的沉积设备，包括：注入单元，包括等
离子体产生构件，所述等离子体产生构件接收原料气体并将原料气体转
化为自由基形式的沉积源材料;和等离子体处理器，其邻近注入单元设置
并面向注入单元的一侧，其中等离子体处理器在面向基板的方向上执行
等离子体处理。
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